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【誤訳訂正書】
【提出日】平成31年1月30日(2019.1.30)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００６】
　本発明のある局面は、ターゲット、ターゲット計測条件、及び製造プロセスに関する複
数のパラメータを受け取ってターゲットデータを生成するように構成された入力モジュー
ルと、ターゲットデータからターゲットの計測測定をシミュレーションし、シミュレーシ
ョンされたターゲット測定を定量化する複数の計量を生成するように構成された計測シミ
ュレーションユニットと、計量のパラメータへの関数依存性を導出し、導出された関数依
存性に関するパラメータの要求される不確かさを規定するように構成された感度分析モジ
ュールと、ターゲット及びターゲット計測条件の少なくとも一つをシミュレーションされ
たターゲット測定に関してランク付けするように構成されたターゲット最適化モジュール
と、を備えるシステムを提供する。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
　感度分析モジュールは、生のシミュレーションされた測定データ又は導出された計量の
入力パラメータに対する関数依存性を導出し、（不確かさ又は非制御変動のいずれかによ
る）プロセスパラメータの要求される公差を規定するように構成されている。感度分析モ
ジュールはまた、(i)スタック及びトポグラフィ検証が、小さなプロセスパラメータの変
動が一つ又はそれ以上の計測計量に大きな変動を生じさせる結果になるものを特定するこ
とによって、最大の影響を与えるスタック及びトポグラフィパラメータにフォーカスする
ことを可能にする、(ii)計算的にコンパクトなシミュレーションを作り出すために、計測
計量に対して与えるインパクトが逆に少ないプロセス変動パラメータを、引き続くターゲ
ット最適化手順から除去することを可能にする、(iii)計測に対するインパクトを引き続
いて低減するために、プロセスパラメータ変動の計測パフォーマンスへのインパクトを定
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量的に分析して、製造プロセスの改変における決定をサポートすることを可能にする、(i
v)以前のプロセスステップからのフィードフォワード計測データがあるか又は無い状態で
、計測計量とプロセスパラメータ変動との間の相関を確立することによって、計測偏位の
根本原因の分析を可能にする、及び、(v)シミュレーションと測定とのマッチングの予期
されたクオリティの指標を提供することを可能にする。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３６】
　感度分析モジュール１３０は、計測シミュレーションユニット１２０から、データ及び
／又は計測計量１２４、及びプロセス計量１２６を受け取るように構成される。感度分析
モジュール１３０はさらに、パラメータ９４、９６、９８に対する計測及びプロセス計量
１２４、１２６の関数依存性（１３１）を導出し、且つ導出された関数依存性（１３１）
に関するパラメータの要求される不確かさ（１４９）を規定するように、構成される。あ
る実施形態では、感度分析モジュール１３０は、計測及びプロセス計量１２４、１２６の
いくつか又は全てを導出し、及び／又は付加的な計量をそれらから計算するように、構成
され得る。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３９】
　感度分析モジュール１３０はさらに、計測及びプロセス計量１２４、１２６のパラメー
タ９４，９６、９８への依存性に関係するデータ及び／又は表現１３２を生成するように
構成され得る。感度分析モジュール１３０は、表現１３２に非制約的な方法で描かれてい
るように、計測及びプロセス計量１２４、１２６のパラメータ９４，９６、９８への関数
依存性を導出し、（例えばウエハ製造者９０から）受け取った要件を導出された関数依存
性に関して表現するように、構成され得る。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４０】
　図４は、本発明のいくつかの実施形態に従ったターゲット及び測定特徴に関係する計測
及びプロセス計量１２４、１２６、並びにそれらの表現１３２を提示する。計量パラメー
タの関数依存性は、最適なターゲット又は設定を決定するために使用され得る。図４は、
正確さパラメータに対するオーバーレイ誤差範囲（オングストローム単位）に依存する正
確さ計量に対して、オーバーレイ３σ（オングストローム単位）に依存した精度計量に対
して、公称設計の回折効率（相対単位）に依存した回折効率計量に対して、並びに、プロ
セス変動に対する最悪の３σと公称３σとの間の比に依存したプロセスロバストネス計量
に対して、４つの例を模式的に描いている。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【００４２】
　感度分析モジュール１３０は、様々な計測計量１２４及びプロセス計量１２６のパラメ
ータ９４、９６、９８（いずれかの任意の組み合わせ）に対する関数依存性を導出又は推
定し、パラメータ９４、９６、９８の変化に対する計量１２４、１２６の感度を、計測及
び／又は製造プロセスで関与される不確かさレベルに対する測定値として導出又は推定し
得る。これらの導出又は推定は、ターゲットパラメータの範囲及びプロセスパラメータの
範囲のどれか、及び／又は計量及び関係した閾値及び公差のいずれかを調整し、且つこれ
よりウエハ製造者９０にターゲット及びプロセスパラメータと計測及び製造アウトカムと
の間の相関性を理解するための潜在ツールを提供するために、使用され得る。計量に対し
て要求された値及び重みの改良が、感度分析に従って示唆され得る。示唆された改良は、
パラメータの要求される不確かさ（１４９）の定義として、あるいは、計測又はプロセス
仕様（例えばウエハ製造者９０によって設定される）に対する示唆された補正として、見
られ得る。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４５】
　さらに、システム１００は、計測及び／又は製造プロセスの理解を提供し且つパラメー
タ選択をより制御可能及び包括的にする導出された関数依存性に関するパラメータの要求
される不確かさを規定するように構成され得る。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４７】
　図５は、本発明のいくつかの実施形態に従ったランク付けの例を模式的に描いている。
システム１００は、感度分析モジュール１３０からデータを受け取って、計測及びプロセ
ス計量１２４、１２６のどれかに関する、並びに感度分析モジュール１３０から得られた
パラメータ９４、９６に対する計測及びプロセス計量１２４、１２６の関数依存性に関す
るターゲット、計測条件、及び／又はその他のウエハ製造局面（例えば、回折効率、不正
確さ、プロセスのロバストネス、精度、ＰＰＥ差分、印刷可能性、ＳＣＯＬ親和性）のラ
ンキングを導出するように構成されたターゲット最適化モジュール１４０を備え得る。タ
ーゲット最適化モジュール１４０は、導出されたランキングに対するパラメータの要求さ
れる不確かさ（１４９）を規定又は生成するように構成され得る。図５は１６個のターゲ
ットを描いており、各々は、隣接の且つ同様にハッチングされた列のグループによって模
式的に表されている。各列は、シミュレーションにて使用される測定パラメータ及び製造
パラメータを決定する異なる測定及び／又は製造レシピを表す（非制約的な描かれた例で
は、これらは測定照射の波長及び偏光である）。ターゲット最適化モジュール１４０は、
各レシピで各ターゲットを別個に評価及びランク付けし得て（ｙ軸のランク付け値）、そ
れからターゲット又はレシピを蓄積されたランク（図の一番上の１、２、及び３を参照）
に従って評価し得る。明らかに、ランク付けは複数のレベルで実行され得て、広範囲のパ
ラメータに依存し得る。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【００５０】
　ある実施形態では、システム１００はさらに、特定の設計ルールに従って、且つ、上述
されたデータ処理プロセスの複数回の反復の結果であり得るターゲット最適化モジュール
１４０によって作られたランキングに関して、特定のターゲットを設計するように構成さ
れたターゲット設計モジュールを備え得る。ある実施形態では、システム１００はさらに
、特定の設計ルールに従ってターゲットのコンプライアンスを検証し且つ／又は特定の設
計ルールに従うためのターゲット設計に対する改変を示唆するように構成された設計ルー
ルチェッカを備え得る。設計ルールの検証及び適用は、ターゲット又はプロセスパラメー
タ、及び／又は入力モジュール１１０からのデータに、適用され得る。さらに、感度分析
は、設計ルールコンプライアンスを達成するために要求されるターゲット適合を考慮し、
且つ、そのような適合に対するそれぞれの計量の感度を推定し、計算し、又は表現し得る
。例えば、ターゲット設計を最終化するための追加のパラメータは、セル構成及び配置、
設計ルールのチェックに関係した追加のカスタマ仕様及び訂正を包含し得る。これらのパ
ラメータの最終化はまた、関数依存性、要求される不確かさ、ランキング、及び上述の流
れの繰り返しによっても影響され得る。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５２】
　方法２００は、以下のステージの任意のものを包含し得る。すなわち、ターゲット、タ
ーゲット計測条件及び製造プロセスに関係する複数のパラメータに関するターゲットの計
測測定のシミュレーション（ステージ２１０）、シミュレーションされたターゲット測定
の定量化のための複数の計量の生成（ステージ２２０）、及び、生成された計量のパラメ
ータに対する関数依存性の導出と導出された関数依存性に関するパラメータの要求される
不確かさの規定又は生成（ステージ２３０）。少なくとも、シミュレーション２１０、生
成２２０、及び導出２３０の任意のものの一部は、少なくとも一つのコンピュータプロセ
ッサによって実行され得る。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５３】
　ある実施形態では、方法２００はさらに、導出された関数依存性に関するパラメータの
要求される不確かさを規定することを包含し得る（ステージ２４０）。方法２００はさら
に、初期シミュレーション結果にしたがったターゲットの粗いフィルタリングを備え得る
（ステージ２５０）。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６４】
　ある実施形態では、システム１００は、計測システムと計測構成とを、それらの光学的
シミュレーションを、計量とパラメータとの間の導出された関数依存性及び不確かさに関
して比較することによって比較するために使用され得る。ある実施形態では、将来の計測
ツールが現在の計測ツールと比較され得て、ツールの選択に関する示唆（例えば、所与の
設定、ターゲット、パラメータ、及び計量に関して）が生成され得る。システム１００は
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これより、上記で開示された手順に従って様々な計測ツール設計を比較することによって
、展開の間に計測ツールの最適化を手助けし得る。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】図面
【訂正対象項目名】図６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【図６】
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【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターゲットを分析するためのシステムであって、
　前記ターゲット、ターゲット計測条件、及び半導体製造プロセスの結果として得られる
ウェハ上の膜のスタック及び形状のトポグラフィ及びこれらの公差を含む、製造プロセス
に関係する複数のパラメータを受け取ってターゲットデータを生成するように構成された
入力モジュールと、
　シミュレーションを行うための計測シミュレーションユニットであって、前記ターゲッ
トデータから前記ターゲットの計測測定をシミュレーションし、前記シミュレーションさ
れた計測測定を定量化する複数の計量を生成するように構成された計測シミュレーション
ユニットと、
　前記計量の前記パラメータに対する関数依存性を導出し、前記導出された関数依存性に
対する前記パラメータの要求される不確かさを規定するように構成された感度分析モジュ
ールであり、前記シミュレーションで使用されているパラメータのうちのウェハ上の膜の
スタック及び形状のトポグラフィが実際のウェハ上の膜のスタック及び形状のトポグラフ
ィの正確な表現であることを検証する検証処理を含み、前記検証処理が、その変動が前記
計量に最大の影響を与える膜のスタック及びトポグラフィのパラメータを特定する処理を
含む、感度分析モジュールと、
　ターゲット最適化を行うためのターゲット最適化モジュールであって、前記ターゲット
及び前記ターゲット計測条件の少なくとも一つを、前記感度分析モジュールにより得られ
た前記計量の感度の大きさに応じてランク付けするように構成されたターゲット最適化モ
ジュールと、
を備えるシステム。
【請求項２】
　前記感度分析モジュールがさらに、ターゲット最適化に先立って感度が低いプロセス変
動パラメータを除去して、前記シミュレーションプロセスを強化するように構成されてい
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記感度分析モジュールがさらに、計測パフォーマンスに対するプロセス変動のインパ
クトについての定量的データを提供するように構成されている、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項４】
　前記感度分析モジュールがさらに、観測された計測計量を特定のプロセスパラメータの
変動と相関させるように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　ターゲットを分析するための方法であって、
　前記ターゲット、ターゲット計測条件、及び半導体製造プロセスの結果として得られる
ウェハ上の膜のスタック及び形状のトポグラフィ及びこれらの公差を含む、製造プロセス
に関係する複数のパラメータについて前記ターゲットの計測測定をシミュレーションする
ステップと、
　前記シミュレーションされた計測測定を定量化するための複数の計量を生成するステッ
プと、
　前記生成された計量の前記パラメータに対する関数依存性を導出し、前記導出された関
数依存性に対する前記パラメータの要求される不確かさを規定するステップであり、前記
シミュレーションで使用されているパラメータのうちのウェハ上の膜のスタック及び形状
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のトポグラフィが実際のウェハ上の膜のスタック及び形状のトポグラフィの正確な表現で
あることを検証する検証処理を含み、前記検証処理が、その変動が前記計量に最大の影響
を与える膜のスタック及びトポグラフィのパラメータを特定する感度分析処理を含む、ス
テップと、
を包含し、
　前記シミュレーション、前記生成、及び前記導出の少なくとも一つが、少なくとも一つ
のコンピュータプロセッサによって実行される方法。
【請求項６】
　前記ターゲット及び前記ターゲット計測条件の少なくとも一つを、前記感度分析処理で
得られた前記計量の感度の大きさに応じてランク付けするステップをさらに包含する、請
求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ランク付けステップに先立って、感度が低いプロセス変動パラメータを除去して、
前記シミュレーションステップを強化するステップをさらに包含する、請求項６に記載の
方法。
【請求項８】
　計測パフォーマンスに対するプロセス変動のインパクトについての定量的データを提供
するステップをさらに包含する、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　観測された計測計量を特定のプロセスパラメータの変動と相関させるステップをさらに
包含する、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　ターゲットを分析するための、コンピュータを用いた装置であって、
　複数のコンピュータ読み取り可能な命令を記憶するように構成された記憶素子と、
　前記複数のコンピュータ読み取り可能な命令を実行するように構成されたプロセッサで
あって、
　前記ターゲット、ターゲット計測条件、及び半導体製造プロセスの結果として得られる
ウェハ上の膜のスタック及び形状のトポグラフィ及びこれらの公差を含む、製造プロセス
に関係する複数のパラメータについてのターゲットの計測測定をシミュレーションし、
　前記シミュレーションされた計測測定を定量化する複数の計量を生成し、
　前記生成された計量の前記パラメータに対する関数依存性を導出し、前記導出された関
数依存性に対する前記パラメータの要求される不確かさを規定するプロセッサであり、前
記シミュレーションで使用されているパラメータのうちのウェハ上の膜のスタック及び形
状のトポグラフィが実際のウェハ上の膜のスタック及び形状のトポグラフィの正確な表現
であることを検証する検証処理を含み、前記検証処理が、その変動が前記計量に最大の影
響を与える膜のスタック及びトポグラフィのパラメータを特定する感度分析処理を含む、
プロセッサと、
を備える装置。
【請求項１１】
　前記プロセッサがさらに、前記ターゲット及び前記ターゲット計測条件の少なくとも一
つを、前記感度分析処理で得られた前記計量の感度の大きさに応じてランク付けするよう
に構成されている、請求項１０に記載の装置。
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